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17.	ナノカーボン

17.1	成長技術（ナノチューブ，グラフェン，フラーレン，その他ナノカーボン，CVD，プラズマCVD，昇華，その場観察，新成長法，その他） 
17.2	構造制御・プロセス（配向，特殊構造形成，複合構造，分離・分散・修飾，表面・界面，スタッキング・積層構造，その他）

17.3	新機能探索・基礎物性評価（トランスポート，光学物性，機械的特性，熱的特性，その他）

17.4	デバイス応用（量子デバイス，センサ，FET，NEMS，電子放出，その他）

委員： 17.1 佐藤信太郎(産総研)，秋田成司（大阪府大），吹留博一（東北大） 17.2 佐藤信太郎(産総研)，長汐晃輔(東大)，前橋兼三（阪大）
 17.3 秋田成司（大阪府大），長汐晃輔(東大)，本多信一(兵庫県立大)，末光哲也（東北大）
 17.4 本多信一（兵庫県立大），末光哲也（東北大），平田孝道（東京都市大），前橋兼三(阪大)
プログラム編集委員の下線は，大分類分科の代表
※は共催学協会（日本結晶学会，日本顕微鏡学会，日本真空協会，日本物理教育学会，日本分光学会）推薦委員．

②	合同セッションに関する一般講演

合同セッションK
	「ワイドギャップ酸
化物半導体材料・デ
バイス」

　薄膜・表面の6.3酸化物エレクトロニクス，6.4薄膜新材料，および結晶工学15.2	II-VI族結晶で企画した合同セッ
ションです．本セッションの前身は「酸化亜鉛系機能性材料」ですが，酸化亜鉛と応用物理学上の接点が多いワイド
ギャップ酸化物半導体材料に募集の枠を拡張し，より広い材料分野からの講演を期待します．従来は個別のセッショ
ンで議論されてきたワイドギャップ酸化物半導体材料がひとつのセッションに集まることによって，材料横断的な
視点で，薄膜成長・物性・デバイス応用についてより深く議論ができるように企画したものです．
　本セッションでは，透明導電膜や透明エレクトロニクスというキーワードで代表される領域で，酸化物半導体材
料の基礎と応用について幅広い議論を行います．ターゲットとする材料は，従来の酸化亜鉛に加えて，酸化チタン，
酸化ガリウム，酸化インジウム，酸化スズ，およびこれらの混晶を含み，材料形態は，アモルファス，多結晶，単
結晶，界面・表面などさまざまです．バルク・薄膜・ナノ構造の成長技術をはじめ，材料の電気的，光学的，磁気
的物性に加え，透明導電膜，透明トランジスタ，紫外発光素子，各種センサへの応用など，幅広いトピックスを募
集します．

委員： 6.3 古林　寛（金沢工大），柳　　博（山梨大） 6.4 中村吉伸(東大)，土屋哲男（産総研)
 15.2 後藤英雄（中部大），宇野和行（和歌山大)，阿部友紀（鳥取大)

合同セッションL
	「MEMS,NEMSの
基礎と応用：異種機
能集積化」

　本合同セッションは，6.薄膜・表面，8.プラズマエレクトロニクス，12.有機分子・バイオエレクトロニクス，
13.半導体A（シリコン），17.ナノカーボンが企画した合同セッションです．
　本セッションでは，MEMS,NEMS,センサなどに関連する技術をキーワードとして基礎と応用，異種機能集積化
について幅広い議論を行います．
　電着技術やスティッキング防止方法，表面処理方法，センサ用薄膜，マイクロプラズマ応用デバイス，シリコン
深掘り技術，三次元形状形成，ダメージに着目したエッチング技術，膜応力制御や異種材料成膜技術，バイオや生
体用に関連したデバイス，有機材料，種々のプロセス技術,CMOS-MEMS技術，マルチフィジックスシミュレーショ
ン，RFMEMS技術，エナージーハーベストデバイス技術，実装技術，ナノの集積化プロセス，ナノツール，メン
ブレンなどの技術について広く募集します．

委員： 6.本間哲哉（芝浦工大） 8．佐々木実（豊田工大） 12.澤田和明（豊橋技科大） 13.町田克之（NTT-AT） 17.永瀬雅夫（徳島大）
委員の下線は合同セッションの代表

（例） 15a-A3-　1 〜 11
 1「講演タイトル」応用物理学会　○（☆）応物太郎，応用一郎

  ○印／講演者
  ☆印部分／学士課程あるいはそれに準ずる課程在籍者：B
   修士課程（博士前期課程）第1学年在籍者：M1
   修士課程（博士前期課程）第2学年在籍者：M2
   博士課程（博士後期課程）在籍者：D
   ポスドク：P
  ☆印の後部分／登壇者で求職中のポスドク・学生（本人希望）：C（キャリアエクスプローラーマーク）

■		講演者名表記について

■		講演番号について

（例）

会場名がDP1, DP2, DP3…… DP7, GP1, 
GP2…… GP18とあるのはポスターセッションのみ．
（ポスターセッションの場合，ショートプレゼンテー
ションが有る場合と無い場合があります．有る場合
はショートプレゼンテーションの会場名が講演番
号に反映されます．21頁でご確認ください．）
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会場の呼称　A1, A2, …… B1, B2, …… C1, …… E1,…… F1…… F12 
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15a-A3-1～11

A3


